LITHORIUM MASK ALIGNER
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LITHORIUM

LIMA-04 ve Lima06 litografi sistemi, yariiletken aygit Gretimi icin desenleme-litografi ihtiyaclari g6z éntinde bulundurularak

tasarlanmis ve Uretilmistir.

Lima standart litografi uygulamalarina gére 4inch(Lima04) 6 in¢g(Lima06) wafer-alttas boyutundan 10x10mm’lik par¢a érnek

hizalama desenlemesine uygun olarak tasarlanip Uretilmistir.
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Lima-04
GENEL OZELLIKLER

- Mikroskop ve Kamera ile hizalama secenekleri
- Ozel tasarlanmis homojen aydinlatma optik sistemi
- Joystick kullanimiyla yari otomatik motorize hizalama

- 10mmx10mm 6rnek boyutundan 6 in¢ wafer’a kadar litografi islemi

- Elektromekanik WEC sistemi
- Yumusak sert kirilgan vs 6zellikli tim alt taglara uygundur
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Lima-06

POZLAMA

- LIMA-04 veLima-06 ihtiyaglara gére gesitli pozlama
secgenekleri ile ¢alisabilir.

- Soft, Hard ve Proximity(0-200um) modlari ile ihtiya¢ olunan
¢ozunurlikte desenleme yapilmasina olanak saglar.

- Lima-04-06 eski Hg lambalar yerine daha kompakt yapiya
sahip UV-LED teknolojini kullanir.

- Pozlama optikleriyle 160mmx160mm alan icerisinde <%3
homojenite gosterir.
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